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Internal Patentanmeldung 
Offizieller Titel 
Anmelder / Inhaber 



PCT/DE03/02619 

Laserunterstutztes Replizierverfahren 
Leonhard Kurz GmbH & Co. KG 



Auf den Schriftlichen Bescheid gem. Reqel 66 PCT: 

Anbei uberreichen wir neue Anspruche 1 und 15, die die bisher zugrunde liegenden 
Anspruche 1 und 15 ersetzen. Die ubrigen Anspruche 2 bis 14 und 16 bis 35 bleiben 
unverandert, jedoch ruckbezogen auf die neuen Anspruche. 



Die neuen Anspruche 1 und 15 sind in der in dem oben genannten Bescheid vorge- 
schlagenen Weise geandert. 



Dr. Walter Kohler 
Patentanwalt 
Zusammenschlufc Nr. 39 



Anlage: 

- neue Anspruche 1 und 15 




Neue Patentanspruche: 

1 . Vorrichtung zur Erzeugung einer Markierung (45), z.B. Ziffern, Buchstaben, 
Flachenmuster, Flachenbilder Oder Dekor, auf einem Substrat (43), 
vorzugsweise einer Folie, insbesondere Transferfolie, 

mit einer Repliziervorrichtung (41), die eine Replizieroberflache aufweist, 
und 

mit einer eine Strahlung erzeugenden Einrichtung, vorzugsweise einer 
Laseranlage (30), die mit der Repliziervorrichtung (41) zusammenwirkt, 
indem die Strahlung zur Ausbildung von mindestens einem Abformbereich 
auf mindestens einen Bestrahlungsbereich (44) der Repliziervorrichtung 
gerichtet ist, und 

mit einer Gegendruckvorrichtung (42), 

wobei ein Substrat (43) zwischen Repliziervorrichtung (41) und 
Gegendruckvorrichtung (42) angeordnet ist, um in einem Kontaktbereich 
zwischen der Repliziervorrichtung (41) und dem Substrat (43) den 
Abformbereich unter Ausbildung von Abformstrukturen auf das Substrat 
(43) abzuformen, 

und wobei die Zufuhrung der Strahlung zur Ausbildung der Abformbereiche 
aufterhalb des Substrats (43) verlauft, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Replizieroberflache mit einem Oberflachenrelief strukturiert ist, das 
als Negativ fur besondere optische Wirkung erzeugende Abformstrukturen 
ausgebildet ist, und dass die Abformstrukturen als diffraktiv oder 
holographisch wirkende Oberflachenstrukturierungen oder als einfallendes 
Licht diffus oder gerichtet streuende Mattstrukturen ausgebildet sind. 



36 



\dass die Repliziervorrichtung (41) eine zur Replizieroberflache parallele 
und7©der konzentrische innenseitige Flache (60) aufweist und die Strahlung 
auf die inhenseitige Flache (60) gerichtet ist, so dass die Strahlung auf die 
innenseitige Flache (60) trifft. 

5 

14. Vorrichtung nach AnspruchN3 , 

dadurch gekennzei c n^qe t, 
dass zwischen der innenseitigen Flache N (60)und der Replizieroberflache eine 
Metallfolie, insbesondere eine Folie aus Nicfc^h Oder einer Nickelverbindung, 
1 0 und/oder eine Absorptionsschicht und/oder eine warmeleitende Schicht 

^ 'A und/oder eine transparente Schicht, insbesondere eine^Rlatte oder ein 

Zylinder, die fur die Wellenlange der Strahlung transparent sind, angeordnet 
ist bzw. sind. 

15 15. Verfahren zur Erzeugung einer Markierung (45) auf einem Substrat (43), 
vorzugsweise einer Folie, insbesondere Transferfolie, 
wobei Energie in Form von Strahlung, vorzugsweise Laserstrahlung, von 
einer eine Strahlung erzeugenden Einrichtung zur Ausbildung von 
mindestens einem Abformbereich auf einer Replizieroberflache einer 
20 Repliziervorrichtung verwendet wird, 

wobei der Abformbereich der Replizieroberflache unter Ausbildung von 
'*£ ..; Abformstrukturen auf das Substrat (43) abgeformt wird, 

indem die Repliziervorrichtung (41 ) das Substrat (43) unter Druck kontaktiert, 
und wobei die Strahlung zur Ausbildung der Abformbereiche auEerhalb des 
25 Substrats (43) zugefuhrt wird, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Replizieroberflache mit einem Oberflachenrelief strukturiert ist, das 
als Negativ fur besondere optische Wirkung erzeugende Abformstrukturen 
ausgebiidet ist, und dass die Abformstrukturen als diffraktiv oder 
30 holographisch wirkende Oberflachenstrukturierungen oder als einfallendes 

Licht diffus oder gerichtet streuende Mattstrukturen ausgebiidet sind. 



16. 



